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(57) Изобретение относится к нанотехнологиям и физике конденсированного состояния вещества
и может быть использовано в синтезировании тонких углеродных пленок, применяющихся
в широком спектре электронных приборов, в частности в получении высокочувствительных
датчиков (сенсоров) взрывоопасных углеводородных соединений (пропан, бутан, метан и др.),
а также паров этанола для определения содержания опасных концентраций в окружающей
среде. Способ формирования углеродных пленок, включающий осаждение атомов углерода
на твердотельную подложку, характеризуется тем, что осаждение углерода осуществляют
метановой плазмой, которую предварительно формируют в плазменной камере с индуктивно-
связанным источником при частоте возбуждения 13,56 МГц, мощности плазмы не более
200 Вт, длительности осаждения не более 10 мин, после чего выполняют кристаллизацию
полученных аморфных гидрогенизированных углеродных пленок термообработкой в атмосфере
инертного газа в диапазоне температур 650-800°C, продолжительности термообработки не более
45 мин. Кроме того, кристаллизацию полученных аморфных гидрогенизированных углеродных
пленок выполняют посредством микроволнового излучения СВЧ при мощности волн 700 Вт
и продолжительности термообработки в течение 5-7 мин. Технический результат: получение
углеродных пленок плазменным осаждением атомов углерода на подложку в метане при невысокой
температуре, обеспечение целостности и структуры осаждаемой поверхности.
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